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TiN, TiB2, Ti-B-N a ReBX vrstvy boli pripravené magnetrónovým naprašovaním.
Popisujeme vplyv depozičných parametrov (elektrické predpätie, teplota na
substráte) na štruktúru spomínaných vrstiev. Zároveň skúmame súvislosť
medzi štruktúrou vrstiev a ich mechanickými vlastnosťami. Vďaka
intenzívnemu iónovému bombardovaniu povrchu rastúcej TiN vrstvy, typickému
pre použité magnetrónové naprašovanie s nevyváženým magnetickým poľom, sa
podarilo získať výraznú preferenčnú orientáciu kryštalitov v smere (200).
Aplikácia elektrického predpätia pri raste TiB2 vrstiev mala za následok
vznik preferenčnej orientácie kryštalitov v smere (0001) ako aj vznik
vnútorných napätí. Najvyššia dosiahnutá tvrdosť bola 73 GPa. Vrstvy Ti-B-N
mali veľmi jemnú až amorfnú štruktúru v závislosti od množstva dusíka v
procese depozície. ReBX vrstvy, v ktorých sa potvrdila prítomnosť ReB2
fázy, boli pripravované kodepozíciou z ReB2 a bórového terča a následne
prežíhané pri teplote 800°C.


